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Sposób oczyszczania powierzchni półprzewodników oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszcza¬
nia powierzchni półprzewodników oraz urządzenie
do stosowania tego sposobu.

W technologii przemysłowej lufo laboratoryjnej
stosuje się bardzo często piece z atmosferą ochron¬
ną zawierającą wodór. Piece te umożliwiają wy¬
grzewanie wsadów, co ma /na celu oditlenienie ich
powierzchni poprzez redulkicję tlenków w podwyż¬
szonej temperaturze. Jest to termiczny sposób o-
czyszczania, który może być prowadzony równo¬
cześnie z innym procesem np. stapianiem lub na¬
parowywaniem. Nie zawsze jednak wodór czą¬
steczkowy jest 'czynnikiem wystarczającym dla re¬
dukcji tlenków, szczególnie wówczas gdy z innych
względów nie można stosować odpowiednio wyso¬
kich temperatur. W tych przypadkach stosuje się
dodatkowo zwilżacze chemiczne, których zadaniem
jest bądź to roztworzenie, bądź też ich chemiczne
związanie w inne, łatwiej rozpuszczalne związki.
Ze stosowaniem zwilżaozy chemicznych wiąże się
wprowadzenie do procesu termicznego zbędnych
pierwiastków, które mogą modyfikować i pogar¬
szać parametry obrabianych elementów.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
oczyszczania powierzchni półprzewodników w at¬
mosferze ochronnej zawierającej wodór, który to
sposób można by było stosować jako samodzielny
proces lub łącznie z innym procesem np. stapia¬
niem, naparowywaniem oraz powinien umożliwić
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znacznie 'Skuteczniejsze oczyszczanie powierzchni
półprzewodników.

Cel ten według wynalazku został osiągnięty przez
wytworzenie wodoru atomowego w atmosferze
ochronnej, którą stanowi wodór lufo jest jej skład¬
nikiem.

Wodór atomowy (H) ze względu na swą wysoką
aktywność chemiczną znacznie szybciej rozkłada
tlenki w niższych temperaturach niż wodór czą¬
steczkowy (H2), wskutek czego powierzchnia pół¬
przewodnika jest znacznie szybciej i dokładniej
oczyszczana. Wodór atomowy (H) stanowiący we¬
dług wynalazku składnik atmosfery ochronnej mo¬
że foyć wytwarzany znanymi sposobami np. przez
pobudzanie wodoru cząsteczkowego (H2) za pomocą
drgań wielkiej częstotliwości, wyładowanie łukowe
lub przez rozgrzanie wodoru i(H2) do bardzo wy¬
sokiej temperatury w której następuje dysocjacja
termiczna.

Urządzenie do stosowania sposobu które stano¬
wi piec przelotowy jest zaopatrzony w grzejnik
(spirala) podgrzany do temperatury ponad 2000°K
i umieszczony na drodze przepływu wodoru czą¬
steczkowego (H2).

Sposób według wynalazku zostanie objaśniony
bliżej za pomocą rysunku przedstawiającego1 piec
przeznaczony do wygrzewania i stapiania elemen¬
tów półprzewodnikowych.

W piecu 1 znajduje się komora 2 z umieszczo¬
nymi w niej elementami 3 poddawanymi proceso-
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wi stapiania. Na drodze przepływającego w komo¬
rze 2 wodoru cząsteczkowego (H2) umieszczona jest
spirala Wolfraimowa 4 rozżarzona do temperatury
powyżej 2000°K. Te cząsteczki wodoru, które tra¬
fiają na rozżarzone włókno 4 zostają rozdzielone
na pojedyncze atomy i zmieszane dalej z wodo¬
rem cząsteczkowym docierają do stapianych ele¬
mentów 3. Niewielka zawartość wodoru atomowe¬
go wystarcza do uaktywnienia procesu odtleniania
powierzchni stapianych elementów przez co ułat¬
wione zastaje ich zwilżanie. Konieczną dla danego
zastosowania ilość wodoru atomowego można uzy¬
skać zarówno .poprzez dobór temperatury włókna
4 jak i jego ukształtowanie w komorze 2.

Zastrzeżenia patento w|e
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1. Sposób oczyszczania powierzchni półprzewod¬
ników na drodze termicznej w atmosferze ochron¬
nej, znamienny tym, że oczyszczanie prowadzi się
w atmosferze zawierającej wodór atomowy (H) lub
mieszaninę wodoru atomowego (H) i cząsteczko¬
wego1 (H2).

2. Urządzenie do stosowania sposobu według
zastrz. 1 znamienne tym, że w komorze pieca na
drodze przepływu atmosfery ochronnej zawierają¬
cej wodór cząsteczkowy jest umieszczony grzejnik.
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